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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do syntezy indukowanej polem magnetycznym znajdu-
jace zastosowanie w laboratoriach chemicznych i sktadajace sie z podstawy oraz przytwierdzonych do
niej dwéch jednakowych uchwytéw na magnesy ustawione do siebie rownolegle o regulowanej odlegto-
$ci miedzy nimi.

Proces syntezy indukowanej polem magnetycznym (z ang. magnetic-field-induced synthesis) jest
stosowany w laboratoriach chemicznych do wytwarzania magnetycznych krysztatéw w skali makro-
i nanometrycznej, ktére wykazujg silng anizotropie zwigzang z ich tancucho-podobnym ksztattem.
W dokumencie US8152893 B2 ujawniono, ze w syntezie tej jednym z kluczowych parametrow jest
obecnos¢ zewnetrznego pola magnetycznego, ktore jest odpowiedzialne za kierunek wzrostu kryszta-
tow. Jego zrodtem moze by¢ elektromagnes lub pole magnetyczne z pojedynczego magnesu statego
badz indukowane pole magnetyczne miedzy dwoma magnesami statymi. Niewatpliwg zaletg zastoso-
wania elektromagnesu jest mozliwos¢ sterowania natezeniem pola magnetycznego poprzez zmiane
pradu ptyngcego przez cewke, natomiast jego gtdwng wadg jest niejednorodnos¢ pola. Jednak w przy-
padku zastosowania magneséw statych rowniez istnieje mozliwos¢ regulacji natezenia pola, ktorg
mozna zrealizowaé poprzez dobdr odpowiedniej odlegtosci pomiedzy uzytymi magnesami. Ponadto ge-
nerowane w ten sposob pole jest bardziej jednorodne niz w przypadku zastosowania elektromagnesu,
poniewaz zrédto indukowanego pola jest state.

Z opisu patentowego PL211252 B1 znany jest przyrzad do wytwarzania pola magnetycznego
o regulowanej indukgji, posiadajgcy dwa, pionowe wsporniki, miedzy ktérymi wbudowane sg dwa, pro-
stopadtoscienne magnesy trwate, skierowane do siebie przeciwnymi biegunami N, S i osadzone w opra-
wach potgczonych ze srubowym zespotem dystansowym. Wspomniany zespdt dystansowy ma dwie,
tozyskowane koncami w pionowych wspornikach $ruby pociggowe, dolng i gorng, kazda z wykonanymi
na potowach dtugosci przeciwnie skretnymi gwintami, z ktérymi wspétpracujg potgczone z kazdag
z opraw magnesu trwatego dwie nakretki, gérna i dolna. Przy czym kohce obu $rub pociggowych przy
jednym ze wspornikéw sprzezone sg przekfadnig bezposlizgowa o przetozeniu 1:1, korzystnie przektad-
nig fancuchowa, a przy drugim wsporniku koniec jednej ze srub pociggowych potagczony jest z zespotem
napedowym, ponad to w srodku miedzy przeciwnie skretnymi gwintami, nad dolng $rubg pociggowg
zabudowany jest stolik prébki.

Celem wynalazku jest zapewnienie nowej konstrukcji stanowiska do syntezy indukowanej polem
magnetycznym umozliwiajgcej zmiane wartosci natezenia indukowanego pola magnetycznego oraz
przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnosci pola magnetycznego podczas procesu reakcji.

Istotg wynalazku jest stanowisko do syntezy indukowanej polem magnetycznym posiadajgce
podstawe oraz przytwierdzone do niej dwa jednakowe uchwyty na magnesy ustawione do siebie réw-
nolegle, charakteryzujgce sie tym, ze podstawa sktada sie z czesci srodkowej zawierajgcej wydzielong
strefe umieszczenia ptaskodennego reaktora cylindrycznego ograniczong podwyzszonymi brzegami
oraz z dwoch czesci bocznych do mocowania uchwytéw na magnesy, ktére to uchwyty sktadajg sie
odpowiednio z oprawy magnesu zawierajgcej zakladke zabezpieczajgcg oraz z podstawy uchwytu
0 ksztatcie zblizonym do trapezu i zawierajgcej otwor, w ktéry wpasowane sg sruby, przy czym zakiadka
zabezpieczajgca jest umieszczana w czesci czotowej oprawy magnesu skierowanej ku czesci srodko-
wej podstawy, natomiast z przeciwnej strony uchwyty zabezpieczone sg ptaskownikami, przy czym
uchwyty s3 mocowane do podstawy stanowiska poprzez $ruby zakonczone pokrettami oraz potacze-
niem slizgowym pryzmatycznym wytworzonym miedzy wcieciem podstawy uchwytu a czescig boczng
podstawy.

Korzystnie podstawa oraz uchwyty wykonane sg z materiatdw niemagnetycznych o wysokiej
sztywnosci, korzystnie wybranych z grupy obejmujgcej aluminium, mosigdz, brgz aluminiowy, duralumi-
nium, drewno debowe, szkto akrylowe.

Korzystnie ptaskowniki sg wykonane z materiatu nieferromagnetycznego o wysokiej sztywnosci,
korzystne wybranego z grupy obejmujgcej aluminium, mosigdz, brgz aluminiowy, duraluminium, drewno
debowe, szkto akrylowe.

Korzystnie sruby sg wykonane z mosigdzu.

Korzystnie kat nachylenia potgczenia slizgowego pryzmatycznego wynosi 60,00°.

Korzystnie minimalna grubos$¢ scianek oprawy magnesu uchwytéw wynosi 9,5 mm.

Korzystnie minimalna szeroko$¢ zaktadek zabezpieczajgcych wynosi 6 mm.
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Przedmiotowy wynalazek dostarcza nastepujacych korzysci:

e rozwigzuje problem niejednorodnosci pola magnetycznego podczas procesu reakcji;

e zapewnia mozliwos¢é zmiany wartosci natezenia indukowanego pola magnetycznego poprzez

zmiane odlegto$ci miedzy uchwytami z stosowanymi magnesami statymi;

e zapewnia miejsce na reaktory o réznej wielkosci;

e zapewnia mozliwos¢ stosowania magnesow o réznej indukcji magnetycznej;

e zapewnia mozliwos¢ korzystania z magneséw o réznych rozmiarach poprzez wykonanie

uchwytéw o odpowiednich rozmiarach.

Wynalazek przedstawiono w przyktadowym wykonaniu na Fig. 1-4, na ktérym Fig. 1 przedstawia
widok przestrzenny petnego stanowiska wedtug wynalazku; Fig. 2 przedstawia przekrdj rzutu bocznego
petnego stanowiska wedtug wynalazku; Fig. 3 przedstawia rzuty pojedynczego uchwytu, gdzie A) ozna-
cza rzut pionowy, a B) rzut boczny; Fig. 4 przedstawia przekroj poprzeczny przez czesé¢ boczng pod-
stawy stanowiska wedtug wynalazku.

Przyktad 1

Stanowisko do syntezy indukowanej polem magnetycznym wedtug wynalazku zawiera podstawe
1 oraz przytwierdzone do niej dwa jednakowe uchwyty 2 i 3 na magnesy state ustawione do siebie
réwnolegle (Fig. 1 oraz Fig. 2).

W tym nieograniczajgcym przyktadzie wykonania podstawa 1 oraz uchwyty 2 i 3 sg wykonane
z aluminium, natomiast do wykonania tych elementéw mozna korzystnie stosowac takze inne niema-
gnetyczne materiaty o wysokiej sztywnosci, takie jak np. mosigdz, brgz aluminiowy, duraluminium,
drewno debowe czy szkto akrylowe.

Podstawa 1 sktada sie z czesci srodkowej zawierajgcej wydzielong strefe umieszczenia ptasko-
dennego reaktora cylindrycznego ograniczong podwyzszonymi brzegami 4 oraz z dwoch czesci bocz-
nych do mocowania uchwytéw na magnesy 2 i 3 (Fig. 1 oraz Fig. 2). Przy czym, wspomnianym reakto-
rem moze by¢ kazde ptaskodenne naczynie laboratoryjne szklane lub plastikowe np. zlewka, kolba,
fiolka.

W tym nieograniczajgcym przykiadzie wykonania zastosowano reaktor cylindryczny stanowi
szklana kolba o podstawie w ksztatcie kota o $rednicy () 105 mm. Natomiast podwyzszone brzegi 4
sg podwyzszone na wysokos¢ 11,5 mm, a ich zadaniem jest stabilizacja reaktora podczas reakcji.

Uchwyty 2 i 3 skladajg sie odpowiednio z oprawy magnesu a zawierajgcej zaktadke zabezpiecza-
jaca 5 (Fig. 1) oraz z podstawy uchwytu b o ksztatcie zblizonym do trapezu i zawierajgcej otwor ¢
(Fig. 3), w ktoéry wpasowane sg sruby 6 7.

Znajduje sie zastosowanie uchwytéw 2 i 3 o réznych wysokosciach, szerokosciach i grubosciach
w zaleznosci od zastosowanego magnesu. W tym nieograniczajgcym przyktadzie wykonania wysokos$é
catego uchwytu tj. oprawy magnesu a oraz podstawy uchwytu b wynosi 140 mm, przy czym wysokos¢
oprawy magnesu a wynosi 120 mm a wysokos¢ podstawy uchwytu b wynosi 20 mm; szeroko$¢ oprawy
magnesu a wynosi 120 mm, a podstawy uchwytu b wynosi 70 mm; grubo$¢ oprawy magnesu a wynosi
16 mm, a podstawy uchwytu b wynosi 35 mm.

Jak wskazano na Fig. 1, fronty uchwytéw 2 i 3 sg wyposazone w zaktadki zabezpieczajace 5,
ktére zabezpieczajg i wstrzymujg magnesy umieszczane w oprawach a uchwytow 2 i 3. Przy czym,
zaktadka zabezpieczajgca 5 jest umieszczana w czesci czotowej oprawy magnesu a skierowanej ku
czesci srodkowej podstawy 1, natomiast z przeciwnej strony uchwyty 2 i 3 zabezpieczone sg ptasko-
whnikami 8.

W tym nieograniczajgcym przykfadzie wykonania szerokos¢ zaktadek zabezpieczajgcych 5 wy-
nosi 6 mm. Przy czym, przez szerokos$¢ zakfadek rozumiany jest wymiar zawarty miedzy linig przery-
wang a linig cigglg wskazany na Fig. 3.

Ponadto w tym nieograniczajgcym przyktadzie wykonania uchwyty 2 i 3 sg zabezpieczane od tytu
aluminiowymi ptaskownikami 8 (widocznym na Fig. 1 dla uchwytu 2), przykrecanymi do uchwytow 2 i 3
w celu przytrzymania i stabilizacji pozycji magnesu w uchwycie. Cho¢ w tym przyktadzie wykonania
zastosowano aluminium, to do wytworzenia ptaskownikow 8 mozna stosowac takze inne materiaty nie-
ferromagnetyczne o wysokiej sztywnosci (np. mosigdz, brgz aluminiowy, duraluminium, drewno de-
bowe, szkfo akrylowe). Przy czym, przy doborze materiatu ptaskownika 8 nalezy uwzgledni¢ wybér ma-
teriatu podstawy 1 oraz uchwytéw 2 i 3, poniewaz ptaskowniki 8 sg wykonane z tego samego materiatu
co podstawa 1 oraz uchwyty 2 i 3.



4 PL 244866 B1

Uchwyty 2 i 3 sg mocowane do podstawy 1 stanowiska poprzez sruby 6 i 7 (Fig. 1 oraz Fig. 4)
zakonczone pokrettami 9 i 10 oraz potgczeniem slizgowym pryzmatycznym wytworzonym miedzy wcie-
ciem podstawy uchwytu ¢ a czescig boczng podstawy 1. W tym przyktadzie wykonania stosuje sie mo-
siezne $ruby 6i 7.

W tym przyktadzie wykonania wigzanie miedzy podstawg 1 a uchwytami 2 i 3 jest stabilizowane
za pomocg odpowiedniego wciecia podstawy uchwytu w postaci potgczenia slizgowego pryzmatycz-
nego o kacie nachylenia 60,00° (Fig. 4). Drugim z powoddéw zastosowania tego wigzania jest ograni-
czenie mozliwosci zniszczenia stanowiska, ktére moze mie¢ miejsce w przypadku uzycia magneséw
o duzej sile wzajemnego przyciggania sie.

Natomiast regulacja odlegtosci miedzy uchwytami z magnesami jest mozliwa za pomocg pokretet
91 10, ktére powodujg odpowiednio przesuniecie uchwytéw 2 i 3, co wplywa na zmiane wartosci nate-
zenia pola magnetycznego generowanego miedzy uzytymi magnesami statymi.

Przyktad 2

Stanowisko do syntezy indukowanej polem magnetycznym jak w przyktadzie 1, z tym, ze grubosc¢
oprawy magnesu a kazdego z uchwytéw 2 i 3 wynosi 9,5 mm.

Zastrzezenia patentowe

1. Stanowisko do syntezy indukowanej polem magnetycznym posiadajgce podstawe oraz przy-
twierdzone do niej dwa jednakowe uchwyty na magnesy ustawione do siebie rownolegle, zna-
mienne tym, ze podstawa (1) sktada sie z czesci srodkowej zawierajgcej wydzielong strefe
umieszczenia ptaskodennego reaktora cylindrycznego ograniczong podwyzszonymi brzegami
(4) oraz z dwoch czesci bocznych do mocowania uchwytéw na magnesy (2 i 3), ktére to
uchwyty (2 i 3) sktadaja sie odpowiednio z oprawy magnesu (a) zawierajgcej zaktadke zabez-
pieczajgcya (5) oraz z podstawy uchwytu (b) o ksztatcie zblizonym do trapezu i zawierajgce;j
otwér (c), w ktéry wpasowane sg sruby (6 i 7), przy czym zaktadka zabezpieczajgca (5) jest
umieszczana w czesci czotowej oprawy magnesu (@) skierowanej ku czesci srodkowej pod-
stawy (1), natomiast z przeciwnej strony uchwyty (2 i 3) zabezpieczone sg ptaskownikami (8),
przy czym uchwyty (2 i 3) sg mocowane do podstawy (1) stanowiska poprzez sruby (6 i 7)
zakonczone pokrettami (9 i 10) oraz potgczeniem slizgowym pryzmatycznym wytworzonym
miedzy wcieciem podstawy uchwytu (c) a czescig boczng podstawy (1).

2. Stanowisko wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze podstawa (1) oraz uchwyty (2 i 3) wykonane
sg z materiatéw niemagnetycznych o wysokiej sztywnosci, korzystnie wybranych z grupy obej-
mujgcej aluminium, mosigdz, brgz aluminiowy, duraluminium, drewno debowe, szklo akry-
lowe.

3. Stanowisko wedtug zastrz. 1i 2, znamienne tym, ze ptaskowniki (8) sg wykonane z materiatu
nieferromagnetycznego o wysokiej sztywnosci, korzystne wybranego z grupy obejmujacej alu-
minium, mosigdz, brgz aluminiowy, duraluminium, drewno debowe, szkto akrylowe.

4. Stanowisko wedtug dowolnego z poprzednich zastrz. od 1 do 3, znamienne tym, ze Sruby
(6 i 7) sg wykonane z mosigdzu.

5. Stanowisko wedtug dowolnego z poprzednich zastrz. od 1 do 4, znamienne tym, ze kat na-
chylenia pofgczenia slizgowego pryzmatycznego wynosi 60,00°.

6. Stanowisko wedtug dowolnego z poprzednich zastrz. od 1 do 5, znamienne tym, ze mini-
malna grubosc¢ scianek oprawy magnesu (a) uchwytéw (2 i 3) wynosi 9,5 mm.

7. Stanowisko wedtug dowolnego z poprzednich zastrz. od 1 do 6, znamienne tym, ze mini-
malna szerokos¢ zaktadek zabezpieczajgcych (5) wynosi 6 mm.
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